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Introducao

Liquidos iénicos (LI) tém despertado muito interesse
da comunidade cientifica nos udltimos anos. Com
eles é possivel realizar estudos eletroquimicos em
maiores intervalos de temperatura e de potencial em
relacdo as solugcdes aquosas, dentre outras
aplicacdes industriais. Neste trabalho, inicialmente
estudou-se parametros experimentais de deposi¢ao
de prata (corrente e potencial) utilizando como
eletrélito de suporte trifluorometanossulfonato de 1-
butil-3-metilimidazélio ([BMIm][OTf]), com posterior
caracterizacdo quimica e fisica por Energia
Dispersiva de Raios-X (EDX) e Microscopia
Eletrénica de Varredura (MEV).

Resultados e Discussao

A solucdo de trabalho escolhida era composta por
trifluorometanossulfonato de prata (AgOTf) 20 mmol
L™* em [BMIm][OTf], ambos de procedéncia Sigma-
Aldrich. Utilizou-se fio de Ag e placa de Pt como
eletrodo de pseudo-referéncia e como contra-
eletrodo, respectivamente. Discos de Pt e de Au
foram utilizados como eletrodos de trabalho.
Experimentos de voltametria ciclica (VC) foram
realizados sobre as duas superficies entre -1,2 V e
0,3 V, em diferentes velocidades de varredura (5 a
100 mV s™), objetivando caracterizar o sistema.
Observou-se que os voltamogramas obtidos sobre
Pt e Au apresentaram processos relativos a redugéo
e & oxidagdo de Ag. Entretanto, sobre Au verificou-
se a presenca de processos indefinidos, o que
implicou na utilizacdo da superficie de Pt para os
experimentos posteriores. A andlise da dependéncia
entre corrente de pico de reducdo de Ag sobre Pt e
raiz quadrada da velocidade de varredura permitiu
concluir que esse processo é controlado por difusao
no intervalo sob estudo. Na sequéncia, realizou-se
ensaios potenciostéaticos (-0,5 V por duas horas) e
galvanostaticos (15 e 30 mA cm™, com espessura
tedrica de 40 um) sobre Pt para a obtencdo de
eletrodepdsitos em diferentes condi¢cdes. Para os
experimentos de caracterizacdo quimica e fisica
empregou-se EDX e MEV. A Figura 1 ilustra os
resultados obtidos para a quantificacdo em linha de
Ag empregando cem pontos de dada regido em
cada depdsito. Dentre os trés tipos de revestimentos
de Ag analisados, aquele eletrodepositado em
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densidade de corrente de 30 mA cm™ apresentou
maior percentual de Ag. Os revestimentos obtidos a
15 mA cm? e em -0,5 V apresentaram percentuais
de composicdo atdbmica semelhantes, entre 5% e
10%, em relagdo a composi¢cdo amostral.

50

——15mAcm”
——30mAcm?
——-0,5V por duas horas

40

30

20

Porcentagem de prata

10+ K s A AN

0 20 40 60 80 100

Figura 1. Percentuais atbmicos de Ag em fungéo do
namero de pontos de uma quantificacdo em linha
para eletrodepdésitos obtidos sobre platina.

Os espectros de EDX revelaram majoritariamente a
presenca de platina, sendo indicativo de reduzida
espessura dos filmes obtidos, quando comparada
com a espessura tedrica de 40 ym. Observou-se
que, apesar do revestimento correspondente a 30
mA cm? ter exibido maior teor de prata, o
revestimento correspondente a -0,5 V apresentou
morfologia mais distinta, onde a morfologia nodular
se tornou evidente.

Conclusodes

Os estudos iniciais para a eletrodeposicdo de prata
na presenca do liquido ibnico [BMIM][OTf] se
mostraram eficientes, o que pode ser comprovado
por MEV e EDX. Por voltametria ciclica, constatou-
se que os processos de reducdo e oxidacdo de Ag
foram mais definidos sobre a superficie de Pt em
relagdo a de Au e que a reducdo foi controlada por
difusdo. Quanto a morfologia dos eletrodepositos, o
aspecto nodular dos filmes de prata foi visualizado,
sendo mais evidente quando obtidos de modo
potenciostatico.
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